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１．概要（Summary） 
効率の高い回折光学素子の製作を目指し、より多段の

パターン製作を試みる。 
多段にするにはパターン寸法を小さくする必要がある

ため、どの程度まで小さいパターンが作れるか検証する

必要がある。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

両面アライナ露光装置一式、アルバック ICP-RIE 
【実験方法】 

石英基板にアライナを使ってレジストパターンを形成し、

そのレジストパターンをマスクにして石英基板をドライエッ

チングした。その後再度レジストを塗布し、先のパターン

に位置合せをして別のマスクパターンを露光・形成、ICP-
RIE にてドライエッチングを実施した。 
パターン寸法は 2 種類（10 µm 程度と 2 µm 程度）用

意した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
パターン寸法 10 µm と 2 µm について、それぞれ２枚

のフォトマスクを用い位置合せ露光しドライエッチングする

ことにより、深さ 4 段の回折光学素子を製作することがで

きた。 
自社に持ち帰り光学顕微鏡でパターン形状の確認を

行なった。パターン寸法が 10 µm 程度のものを Fig． 1
に、パターン寸法が 2 µm 程度のものを Fig．2 に示す。

パターン寸法が 10 µm 程度のものは形状がきれいにでき

たが、パターン寸法が 2 µm 程度のものは形状が崩れて

いた。これはパターン寸法 2 µm 程度の転写がアライナで

は難しかったためと思われる。 
 

 

Fig. 1 Image of 10 µm pattern. 

 

Fig. 2 Image of 2 µm pattern 
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